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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理液を用いて、プロセス装置の内面を洗浄する洗浄方法において、
　前記プロセス装置が、第１末端および第２末端により規定されたパイプ部を有し、当該
第１末端および第２末端により所定体積が規定され、かつ、予め所定の初期内圧を保持し
ているパイプ部を用いた洗浄方法であって、
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置に、所定量の処理液であって、前記パ
イプ部の容積よりも小さい量の処理液を注入する工程と、
　前記パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧よりも実質的に低
い値まで減圧すると同時に、前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を、
初期内圧よりも実質的に高い値まで加圧することによって、所定量の処理液を、パイプ部
内で循環させる工程と、
　を含むことを特徴とする洗浄方法。
【請求項２】
　前記処理液を、前記パイプ部の第１末端に対して、噴霧化して導入することを特徴とす
る請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項３】
　前記処理液を、実質的に干渉発生する量として、前記パイプ部の第１末端に対して、注
入することを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項４】
　前記パイプ部内に、所定量の処理液を循環させた後、所定量の処理液を回収する工程を
含むことを特徴とする請求項３に記載の洗浄方法。
【請求項５】
　所定量の前記処理液を回収した後、
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置に、所定量の処理液を再注入する工程
と、
　前記パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧よりも実質的に低
い値まで減圧すると同時に、前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を、
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初期内圧よりも実質的に高い値まで加圧することによって、所定量の処理液を、パイプ部
内で再循環させる工程と、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の洗浄方法。
【請求項６】
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧よりも実質的に高
い値に加圧する際に、前記パイプ部に、ガスを注入して実施することを特徴とした請求項
５に記載の洗浄方法。
【請求項７】
　前記処理液を、ガス相と、液相とに実質的に分離する工程を含むことを特徴とする請求
項１に記載の洗浄方法。
【請求項８】
　前記所定量の処理液を、前記パイプ部内に注入する前に、前記処理液の特性を調節する
ことを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項９】
　前記所定量の処理液を回収する前に、
　前記パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置に、所定量の処理液を再注入する工程
と、
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置のパイプ部における内圧を、初期内圧
よりも実質的に低い値まで減圧させると同時に、前記パイプ部の第２末端に実質的に近接
した位置のパイプ部における内圧を、初期内圧よりも実質的に高い値まで加圧することに
よって、所定量の処理液を、パイプ部内で再循環させる工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の洗浄方法。
【請求項１０】
　前記プロセス装置の内面を洗浄する洗浄方法において、前記処理液とは異なる、さらな
る別の処理液を用いた洗浄工程を含む洗浄方法であって、
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置に、さらなる所定量の別の処理液であ
って、前記パイプ部よりも実質的に小さな体積の別の処理液を注入する工程と、
　前記パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧よりも実質的に低
い値まで減圧すると同時に、前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を、
初期内圧よりも実質的に高い値まで加圧することによって、前記所定量の別の処理液を、
同時にパイプ部内に循環させる工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の洗浄方法。
【請求項１１】
　前記パイプ部に、所定量の前記処理液を注入する前に、プロセス装置の加工品を含んで
おり、当該加工品の一部を回収する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の洗浄方
法。
【請求項１２】
　前記加工品の回収に際して、前記処理液として、水を用いることを特徴とする請求項１
１に記載の洗浄方法。
【請求項１３】
　前記加工品の回収に際して、パイプ部内に所定量の処理液を循環させる前に、水および
加工品の組合せを回収することを特徴とする請求項１２に記載の洗浄方法。
【請求項１４】
　前記処理液が、水、酸溶液、苛性溶液、殺菌溶液、アルカリ溶液、緩衝液、有機溶媒を
含む水溶液、酵素含有溶液、酸化成分、脱色液、不動化液および生物学的活性混合物から
なる群から選ばれる少なくとも一つの液体物を含むことを特徴とする請求項１に記載の洗
浄方法。
【請求項１５】
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧よりも実質的に高
い値に加圧する際に、前記パイプ部に、加圧条件下にガスを注入して実施することを特徴
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とする請求項３に記載の洗浄方法。
【請求項１６】
　前記パイプ部に、蒸気を導入する工程と、
　前記パイプ部内で、蒸気を循環させる工程と、をさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載の洗浄方法。
【請求項１７】
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を上昇させるに際して、当該パ
イプ部の第１末端に実質的に近接した位置において、加圧した噴霧化処理液の流れを注入
することを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項１８】
　前記所定量の処理液をパイプ部に注入される前に、前記所定量の処理液が発泡化されて
いることを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項１９】
　前記パイプ部に、最初の量の処理液が注入される前に、当該パイプ部を除く循環系にお
いて、最初の量の当該処理液を循環させることにより、最初の量の処理液の特性を調節し
、かつ、最初の量の処理液の特性を調節する際に、処理液のｐＨ、温度および溶質濃度か
らなる群から選ばれる少なくとも一つの特性を調節することを特徴とする請求項１に記載
の洗浄方法。
【請求項２０】
　前記パイプ部を電気的に絶縁する工程と、
　第１の所定電荷で、前記噴霧化処理液を帯電させる工程と、
　第１の所定電荷の逆極性の第２の所定電荷で、当該噴霧化処理液を帯電させる工程と、
　を含むことを特徴とする請求項２に記載の洗浄方法。
【請求項２１】
　前記プロセス装置が、容器をさらに含むとともに、
　前記洗浄方法が、
　前記パイプ部を電気的に絶縁する工程と、
　第１の所定電荷で、前記噴霧化処理液を帯電させる工程と、
　第１の所定電荷の逆極性の第２の所定電荷で、当該噴霧化処理液を帯電させる工程と、
　帯電した当該噴霧化処理液を、前記容器に注入する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の洗浄方法。
【請求項２２】
　前記パイプ部に、所定量の処理液を注入する前に、当該パイプ部の第２末端に実質的に
近接した位置の内圧を、初期内圧より実質的に低い値まで減圧することを特徴とする請求
項１に記載の洗浄方法。
【請求項２３】
　前記パイプ部に、少なくとも一部の所定量の処理液を注入している間に、当該パイプ部
の第２末端の実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧より実質的に低い値まで減圧する
ことを特徴とする請求項２２に記載の洗浄方法。
【請求項２４】
　前記パイプ部に、所定量の処理液を注入および循環させた状態で、当該パイプ部の第２
末端の実質的に近接した位置の内圧を、初期内圧より少なくとも僅かに高い値に減圧させ
ることを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項２５】
　前記パイプ部に、少なくとも一部の所定量の処理液を注入する前に、前記パイプ部の第
２末端の内圧を、初期内圧より実質的に低い値まで下げることを特徴とする請求項１に記
載の洗浄方法。
【請求項２６】
　前記パイプ部内に、噴霧化した所定量の処理液を、少なくとも２回循環させることを特
徴とする請求項２に記載の洗浄方法。
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【請求項２７】
　第１末端および第２末端により規定された第１パイプ部と、当該第１パイプ部と流体連
結された容器と、当該容器に流体連結された第２パイプ部であって、第１末端および第２
末端により規定された第２パイプ部と、を含むプロセス装置による洗浄方法であって、
　前記第１パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置に、所定量の処理液であって、前
記第１パイプ部の容積よりも小さい量の処理液を注入する工程と、
　初期内圧よりも実質的に低い値まで、第１パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置
の内圧を減圧すると同時に、初期内圧よりも実質的に高い値まで、第１パイプ部の第１末
端に実質的に近接した位置の内圧を加圧することにより、第１パイプ部の第１末端から第
１パイプ部の第２末端へ、当該第１パイプ部を介して、所定量の当該処理液を循環させる
工程と、
　初期内圧よりも実質的に低い値まで、第２パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置
の内圧を減圧すると同時に、初期内圧よりも実質的に高い値まで、第２パイプ部の第１末
端に実質的に近接した位置の内圧を加圧することにより、第２パイプ部を介して、第２パ
イプ部の第１末端から第２パイプ部の第２末端へ、所定量の当該処理液を循環させる工程
と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項２８】
　前記第２パイプ部を介して、所定量の前記処理液を循環させる前に、前記第１パイプ部
を介して、所定量の当該処理液を循環させることに加えて、前記容器内に所定量の当該処
理液を注入することを特徴とする請求項２７に記載の洗浄方法。
【請求項２９】
　プロセス装置の内面を洗浄する洗浄装置において、当該プロセス装置が、第１末端およ
び第２末端により規定されたパイプ部を有し、当該第１末端および第２末端により、所定
体積が規定され、かつ予め初期内圧を保持しているパイプ部を含む洗浄装置であって、
　コントローラーと、
　処理液供給源と、
　当該処理液供給源およびパイプ部の第１末端にそれぞれ流体連結してあり、さらに、前
記コントローラーと連結して、当該パイプ部の体積よりも実質的に小さい所定量の処理液
を、パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置において、当該パイプ部内に注入させる
ための処理液供給部と、
　前記パイプ部と連結し、パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置において、初期内
圧よりも実質的に低い値まで、当該パイプ部の内圧を減圧するための低圧発生部と、
　前記パイプ部と連結し、パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置において、初期内
圧よりも実質的に高い値まで、当該パイプ部の内圧を加圧するための高圧発生部と、
　を含み、かつ、
　前記パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置における内圧の加圧と、前記パイプ部
の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を減圧するのを同時に生じさせ、前記パイプ部
に所定量の処理液が循環するように構成したことを特徴とする洗浄装置。
【請求項３０】
　前記処理液供給源が、当該処理液供給源を収容するための少なくとも１つの処理液タン
クを備えることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３１】
　前記高圧発生部および低圧発生部が、少なくとも１つのポンプからなることを特徴とす
る請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３２】
　前記処理液供給部が、当該処理液を噴霧化するためのノズルを有し、当該ノズルが、加
圧した処理液供給部に連結されていることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３３】
　前記高圧発生部は、高圧ガス供給源と、高圧蒸気供給源と、処理液を噴霧化するととも
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に、圧力条件下で、噴霧化された処理液を吹き出すためのノズルと、を備えた装置を含ん
でいることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３４】
　前記パイプ部を除く調整回路を有し、前記パイプ部に所定量の処理液を注入する前に、
当該調整回路が、所定量の処理液の特性を調節することを特徴とする請求項２９に記載の
洗浄装置。
【請求項３５】
　前記パイプ部の下流部に対し、少なくとも１つの連結された低圧発生部および高圧発生
部が、さらに付加的に備えられていることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３６】
　前記調整回路が、循環ループを含み、かつ、前記パイプ部内に所定量の処理液を注入す
る前に、当該循環ループにおいて、処理液の特性を調整するように、所定量の処理液を循
環させることを特徴とする請求項３４に記載の洗浄装置。
【請求項３７】
　前記パイプ部の上流側に、発泡化装置を含むとともに、当該発泡化装置が、前記処理液
を発泡化するのに選択的に作動可能であることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置
。
【請求項３８】
　第１の流速計が、前記第１パイプ部の上流側に備え付けられ、第２流速計が、当該第１
パイプ部の下流側に備え付けられており、当該第１流速計および当該第２流速計が、当該
パイプ部内で流体の流れをモニタリングすることを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装
置。
【請求項３９】
　経路バルブを含み、当該経路バルブが、前記処理液部と、前記低圧発生部および前記高
圧発生部とを流体連結し、さらに、当該経路バルブの組合せが、前記パイプ部の第１末端
および第２末端に流体連結されており、当該経路バルブの組合せが、直接的構成および逆
構成の間において、選択的に可変可能であって、
　前記直接的構成においては、前記低圧発生部および高圧発生部が、実質的に内圧より低
い値まで、当該パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を減圧することと、実
質的に内圧より高い値までに、当該パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を
加圧することと、がそれぞれ選択的に作動可能であり、
　前記逆構成において、当該低圧発生部および当該高圧発生部が、実質的に内圧より低い
値までに、当該パイプ部の第１末端に実質的に近接した位置の内圧を減圧することと、実
質的に内圧より高い値までに、当該パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置の内圧を
加圧することと、がそれぞれ選択的に作動可能であることを特徴とした請求項２９に記載
の洗浄装置。
【請求項４０】
　さらに、前記処理液を回収するために、前記パイプ部の下流側に、ガスと液体との分離
装置であるガス／液体セパレーターを含むことを特徴とした請求項２９に記載の洗浄装置
。
【請求項４１】
　前記ガス／液体セパレーターが、前記パイプ部内に前記処理液を再注入する前に、回収
した処理液を保持するためのセパレータータンクを含むことを特徴とした請求項４０に記
載の洗浄装置。
【請求項４２】
　前記低圧発生部に、イジェクターを含むことを特徴とした請求項２９に記載の洗浄装置
。
【請求項４３】
　前記洗浄装置が、前記プロセス装置の一部として含まれることを特徴とする請求項２９
に記載の洗浄装置。
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【請求項４４】
　前記パイプ部における下流部の前方の位置における内部圧力を、初期内圧（ｐｒｅｖａ
ｉｌｉｎｇ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）よりも実質的に低い値まで減圧すると同時に、前記パイ
プ部における下流部の後方の位置における内部圧力を、初期内圧（ｐｒｅｖａｉｌｉｎｇ
　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）よりも実質的に高い値まで加圧することによって、所定量の洗浄液
をプロセス装置のパイプ部内に循環させることを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項４５】
　前記パイプ部の第２末端に実質的に近接した位置において、当該パイプ部内に、前記処
理液とは別の所定量の処理液を注入する工程と、
　初期内圧よりも実質的に低い値まで、当該第１パイプ部の末端に実質的に近接した位置
の内圧を減圧するとともに、初期内圧よりも実質的に高い値まで、当該第２パイプ部の末
端に実質的に近接した位置の内圧を加圧することを同時に生じさせ、当該パイプ部に所定
量の当該処理液を循環させる工程と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の洗浄方法
。
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